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中文提要： 
本論文歷經下列四位碩士生於三年內執行完成並獲致成果，執行之四位學生

則分別努力於階段性實驗數據之獲得。第二作者張硯筑同學（指導之研究生）則

協助主要實驗數據之完成。第三作者蔡宗軒同學（指導之研究生）則協助部份實

驗數據之完成。第四作者張勝騏同學（指導之研究生）則協助部份實驗及校稿之

完成。第五作者黃銘祥同學（指導之研究生）則協助部份實驗之完成。本篇歷經

四位同學、約 3 年整時間將每位同學所獲致不同之直流離子濺射條件(張硯筑、
蔡宗軒負責完成 500 eV工作，張勝騏負責完成 1 keV工作，黃銘祥負責完成 2 keV
工作)，經由統計及成份推算物理式子，得知 CoNx超薄膜可以經由不同離子動能

調配出一定比例的氮化膜，而且以相當的薄度呈現(<1 nm)，重點是期間皆維持
一定的比例，具有功能性材料應用的價值。文中除了分析計算外，還提出對應物

理模型以解釋氮化期間之 Co與 N之交互作用，並可製造各種不同超薄膜厚度之
CoNx硬膜並調製 x成份比例，為本篇具有工業應用特色之處。 


